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전자산업공정에서 배출되는 N2O의
 

촉매 분해 및 NF3의 영향
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아산화질소(N2O)는 반도체 및 디스플레이 제조공정에서 SiH4와 반응하여 SiO2 박막을 증착

시키는데 필요한 원료물질로 사용된다. 최근 반도체와 디스플레이의 수요가 급증하면서 그에

따른 N2O의 배출량이 증가되고 있으며, 이를 처리하기 위한 기술개발이 요구되고 있다. 그러

나 전자산업공정의 폐가스에는 불소화합물이나 SiO2 입자 등이 N2O와 함께 포함되어 있어

촉매를 적용할 경우 부식이나 입자에 대한 비활성, 전처리 및 후처리 공정 등의 다각적 단위

공정의 설계가 필요하다. 
 본 연구에서는 700 ℃, 5,000/h에서 N2O 분해촉매의 성능평가를 수행하였으며, 농도별 NF3

가스 존재에 따른 촉매의 영향을 평가하였다. 또한 촉매 반응 전, 후의 조성 및 표면 분석을 통

해 촉매의 내구성 증진을 위한 방안을 검토하고자 하였다. 
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